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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich gene-
rell gesehen auf ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Aufbringen von Strukturen auf ein Medium, wel-
ches auf einer Bahn geférdert wird. Das Verfahren
und die Vorrichtung verwenden einen Formprozess,
in welchem Strukturen in oder auf die Oberflache des
Mediums geformt werden.

[0002] In einer bestimmten Ausfihrungsform be-
zieht sich die vorliegende Erfindung auf einen Pro-
zess zum Erleichtern der Replikation von Strukturen
in einer herkdmmlichen Druckmaschine. Das Repli-
kationsverfahren ist integriert als ein Teil der Maschi-
ne, wodurch es ermdglicht wird, die Applikation von
Strukturen in-line auszufthren. Da die Replikation
der Struktur in-line vonstatten geht, wird die Applika-
tion von z. B. Hologrammen passgenau zu dem ge-
druckten Material sein.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG UND EINFUH-
RUNG IN DIE ERFINDUNG

[0003] US 4,294,792 offenbart ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum im Wesentlichen instantanen
flissigen Formen von Artikeln, beispielhaft erlautert
durch Grammophonplatten und Wandverkleidungen.

[0004] Die Applikation von Strukturen, wie etwa Ho-
logrammen, als ein integraler Teil von gedruckten
Materialien, welche Strukturen als Dekoration oder
als ein Sicherheitselement oder als eine Kombination
von beiden verwendet werden kénnen, wird ausge-
fuhrt, wenn das gedruckte Material auf einer rotieren-
den Druckmaschine hergestellt wird, in dem das Ho-
logramm transferiert wird, welches in einem vorher-
gehenden Prozess dem gedruckten Material durch
Hitzeeinpragung eingepragt worden ist. Solch ein
Prozess ist teuer, da die Hologramme typischerweise
auf einem Bahnmaterial eingepragt werden, auf wel-
chem sie unabhangig von der Wiederholfrequenz der
fir das Drucken verwendeten Druckmaschine wie-
derholt werden, wobei jedes Hologramm mit Bezug
auf ein entsprechendes Bild, welches durch die
Druckmaschine gedruckt wurde oder zu drucken ist,
positioniert werden muss. Diese Positionierung wird
natlrlich die Herstellungsgeschwindigkeit der Druck-
einheit begrenzen, genauso, wie sie den Abfall von
Material aus Hologrammen erhdht.

[0005] EP 0 338 378 offenbart ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Behandeln von blattformigem
Material in einem kontinuierlichen Prozess mit den
Schritten:

Drucken eines sichtbaren Musters auf mindestens ei-
ner Seite des blattformigen Materials in einem ersten
Bereich desselben, anschlieRend Auftragen eines
Harzes in flissiger Form auf einen zweiten Bereich
der mindestens einen Seite des blattférmigen Materi-

als, wobei der zweite Bereich getrennt von dem ers-
ten Bereich ist, wobei dem Harz eine Form eines
Oberflachenreliefmusters in der Form eines Lichtbre-
chungsmusters entgegengehalten wird, wodurch
eine Oberflache des Harzes veranlasst wird, sich an
das Muster anzupassen, wobei eine aktinische
Strahlung durch das bahnférmige Material auf das
Harz in einer Weise gerichtet wird, um das Harz aus-
zuharten, wahrend es durch die Form getragen wird,
Trennen der Form von dem geharteten Harz, wo-
durch das gehartete Harz an seiner Stelle auf dem
blattférmigen Material, das Oberflachenreliefmuster
aufweisend, verbleibt, und Beschichten von im we-
sentlichen nur des gehéarteten Harzes in den be-
stimmten Bereichen mit einem reflektiven Material in
einer Weise, um dem Oberflachenreliefmuster zu fol-
gen, wodurch das blattférmige Material sowohl mit
herkdmmlichem Drucken als auch einem Lichtbre-
chungsmuster in sequenziellen Schritten eines konti-
nuierlichen Prozesses behandelt wird.

[0006] WO 94/18609 offenbart einen Prozess flir die
gleichzeitige Replikation und direkte Applikation von
Hologrammen und anderen Brechungsgittern auf
verschiedenen Druckmaterialien. Sie offenbart ein
lichtaushartendes Hologrammdrucksystem, in wel-
chem das aushartbare Polymer optional auf eine
Bahn transferiert wird und anschlieend durch einen
Druckzylinder im Bereich der Peripherie, von der die
Bahn gefuhrt wird, kontaktiert wird, wobei Licht von
innerhalb des Druckzylinders Uber eine wesentliche
Lange der Bahn appliziert wird.

[0007] US 5,760,003 offenbart ein Verfahren zum
Bilden eines holografischen Bildes oder Brechungs-
gitterbildes auf einem Substrat mit den Schritten: (a)
Bilden eines zusammengesetzten Bogens durch (i)
direktes Abscheiden von einer Metallschicht mit einer
Dicke in dem Bereich von 20 ym bis 100 ym auf einer
Oberflache einer Plastikschicht; (ii) Auftragen einer
durch Hitze aufweichbaren Lackschicht auf die Me-
tallschicht; (iii) Auftragen eines hitzeaktivierbaren
Klebers auf die Lackschicht; (b) ein Substrat wird in
Kontakt mit dem Kleber gebracht; (c) Applizieren von
Hitze und Druck auf die Schicht, um den zusammen-
gesetzten Bogen gegen das Substrat zu komprimie-
ren, um (i) zu Verursachen, dass der Kleber an dem
Substrat haftet, und (ii) zu verursachen, dass der zu-
sammengesetzte Bogen von der Schicht delaminiert;
(d) Entfernen der Schicht von dem zusammenge-
setzten Bogen, wodurch der zusammengesetzte Bo-
gen mit einer ersten Oberflache an dem Substrat haf-
tend und einer zweiten Oberflache freiliegend ver-
bleibt, wobei die zweite freiliegende Oberflache eine
Oberflache der Metallschicht ist; und (e) anschlie-
Rendes direktes Kontaktieren der zweiten Oberflache
unter Hitze und Druck mit einem Pragestempel mit ei-
nem holografischen Bild oder einem Brechungsgitter-
bild darin, um ein Bild in der Metallschicht und der
Lackbeschichtung zu bilden. Die vorliegende Erfin-
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dung bezieht sich auf einen Prozess, in welchem die
Struktur in der Druckeinheit repliziert wird, und die Er-
findung macht die Vorproduktion der Strukturholo-
gramme uberflissig. Ein Formprozess, der die Ge-
schwindigkeit der Produktion der Druckeinheit nicht
begrenzt, liefert die Produktion der Struktur. Auch der
Abfall von Material, auf welchem in bekannten Syste-
men die Strukturen zur Verfiigung gestellt werden,
wird vermieden, da die Struktur gemaf der vorliegen-
den Erfindung in einer Druckfarbe oder einem Lack
niedergelegt ist, welche/welcher nahezu immer eine
Komponente des Druckmaterial ist, beispielsweise
kann die Struktur der Oberflache von Druckfarbe
oder Lack appliziert werden, die das normale ge-
druckte Bild, Muster und/oder Text definieren.

KURZE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0008] Dieser und viele weitere Vorteile werden zur
Verfligung gestellt durch ein Verfahren und eine Vor-
richtung, die einem Medium Strukturen zur Verfu-
gung stellen, welche Verfahren und Vorrichtungen
auch die oben erwahnten Probleme im Zusammen-
hang mit dem Aufbringen gemaf den Verfahren des
Standes der Technik l16sen.

[0009] In einem ersten und allgemeinen Aspekt der
vorliegenden Erfindung bezieht sich die Erfindung
auf ein Verfahren gemaf Anspruch 1.

[0010] Der Begriff Struktur bezeichnet, wenn er hier
verwendet wird, ein geometrisches Muster, welches
beispielsweise Erhebungen und Vertiefungen auf-
weist, wodurch Licht, wenn es auf die Struktur gerich-
tet wird, in einer Weise gebrochen und/oder reflektiert
wird, die zumindest teilweise durch das geometrische
Muster bestimmt ist.

[0011] Der Begriff Struktur sollte im Kontext der vor-
liegenden Anmeldung auch so verstanden werden,
dass er Strukturen erfasst, die kleine Abmessungen
aufweisen. Dieser Begriff ist daher nicht in dem Sinne
zu verstehen, dass nur Strukturen mit einer typischen
Langeskala im Mikrometer-Bereich durch die vorlie-
gende Erfindung bertiicksichtigt werden. Daher um-
fasst der Schutzbereich der Anspriiche Strukturen
mit einer charakteristischen Langenskala unterhalb
des Mikrometer-Bereichs, wie etwa Nanostrukturen,
und mit einer charakteristischen Langeskala ober-
halb des Mikrometer-Bereichs.

[0012] Das Zurverfiigungstellen der Struktur in oder
auf dem Medium kann gemaR der vorliegenden Erfin-
dung auf verschiedene Wege ausgefiihrt werden.
Vorzugsweise wird die Struktur in einem begrenzten
Bereich appliziert, wie etwa dem Fortsatz des Medi-
ums, und diesen Fallen wird die Struktur durch ein
Verfahren des Fortschreitens der Vorderseite zur
Verfligung gestellt. In diesem Fall wird die Vordersei-
te (welches die Linie ist, die den Teil des Mediums,

welche mit der Struktur versehen wurde, und den Teil
des Mediums, welche nicht mit Strukturen versehen
wurde, voneinander trennt) voranschreiten, bis die
gesamte Struktur dem Medium appliziert wurde.

[0013] Der Begriff ,fordernde Bahn" kann in dem
Sinne verstanden werden, dass das Medium und die
Bahn zusammen zu der Formstation transportiert
werden. In einigen bevorzugten Ausfihrungsformen
ist die Bahn ein Bogen mit einem Fortsatz, welcher
l&nger ist, als der Abstand zwischen der Position der
Applikation und der Formstation. In diesem Fall ist
das Foérdern der Bahn bevorzugt als ein Férdern min-
destens des Teils der Bahn zu verstehen, auf wel-
chem das Medium appliziert ist.

[0014] Das Ausharten ist ein Schritt, in welchem das
Medium in einer Art und Weise behandelt wird, dass
es ohne Beschadigung der in oder auf dem Medium
zur Verfugung gestellten Struktur geférdert werden
kann. Ein typisches Bespiel hiervon ist, wenn das
Medium urspringlich weich ist, wie etwa eine Flus-
sigkeit, und der stabilisierende Schritt mindestens die
Oberflache des Medium aushartet.

[0015] Wie durch die folgende Beschreibung der Er-
findung zu verstehen ist, bezieht sich die Erfindung
und beziehen sich die Anspriiche auf diffraktive opti-
sche Elemente, auch als holografische optische Ele-
mente bekannt einschliellich Hologrammen, die fir
Sicherheit und Dekoration verwendet werden kon-
nen.

[0016] GemalR einem allgemeinen Aspekt der fol-
genden Erfindung ist die Reihenfolge, in der die ver-
schiedenen Schritte in dem Verfahren aufgelistet
sind, nicht beliebig gewahlt, da die Reihenfolge eine
nattrliche Reihenfolge zum Ausflhren der verschie-
denen Schritte reflektiert. In dieser Aussage ist auch
die Situation eingeschlossen, in welcher das Aushar-
ten des Mediums gleichzeitig oder im wesentlichen
gleichzeitig mit dem Zurverfigungstellen der Struktur
auftritt.

[0017] Der erste auszuflihrende Schritt ist es, das
Medium auf eine Art von Tragerbahn zu applizieren,
die angepasst ist, um das Medium zu einer Formsta-
tion zu tragen/zu férdern. Der nachste Schritt ist es,
die Struktur dem Medium zur Verfigung zu stellen,
nachdem das Medium zu der Formstation gefor-
dert/gewonnen wurde. Das Wort Formstation ist so
gemeint, dass es Prozesse einschliefdt, in denen die
physikalischen Eigenschaften des Mediums veran-
dert werde, beispielsweise wahrend der Applikation
der Struktur. Die Veranderung der physikalischen Ei-
genschaften kann in bestimmten Ausfiihrungsformen
temporar verandert werden, wahrend die Struktur ap-
pliziert wird, wonach die urspriinglichen Eigenschaf-
ten des Mediums entweder aktiv oder passiv wieder-
erhalten werden.
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[0018] Typische Anderungen der Eigenschaften
sind Phasenveranderungen, wie etwa von der flissi-
gen in die feste Phase, oder etwa von der festen Pha-
se in die flissige Phase wahrend des Formens und
zurlick in die feste Phase wahrend des Stabilisierens.

[0019] Durch Setzen der Schritte des Verfahrens
gemal der folgenden Erfindung in der oben darge-
stellten Ordnung wird der Prozess des Formens der
Strukturen getrennt von dem Prozess der Applikation
des Mediums auf die Bahn, was als sehr vorteilhaft
eingestuft wird, da die beiden Prozesse unabhangig
voneinander optimiert werden kénnen, wodurch L6-
sungen fur Probleme zur Verfligung gestellt werden,
die durch Verfahren und Systeme des Standes der
Technik auftraten, wie aus der folgenden Beschrei-
bung der Erfindung klarer werden wird.

[0020] In dem Verfahren gemal der vorliegenden
Erfindung wird das Medium gefordert, wenn die
Struktur zur Verfiigung gestellt wird. Durch das For-
dern des Mediums wahrend die Struktur zur Verfi-
gung gestellt wird, ist die Geschwindigkeit der Verfah-
rens nicht durch das Zurverfiigungstellen der Struktur
beschrankt.

[0021] Dariiber hinaus tritt das Ausharten des Medi-
ums, um die Form von Strukturen zu stabilisieren, die
diesem zugefihrt werden, im Wesentlichen auf, wah-
rend das Medium der Struktur zur Verfligung gestellt
wird.

[0022] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform des
Verfahrens gemaf der vorliegenden Erfindung wird
das Ausharten ausgefiihrt durch Fokussieren eines
Streifens elektromagnetischer Strahlung in einen Fo-
kussierbereich zum Ausharten des Mediums in die-
sem Fokussierbereich. Der Fokussierbereich wird ty-
pischerweise danach bestimmt, wann der Prozess
des Aushartens auszufiihren ist. Der Streifen elektro-
magnetischer Strahlung wird auf den Bereich gerich-
tet, in welchem das Zurverfiigungstellen der Struktu-
ren vonstatten geht.

[0023] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform des
Verfahrens gemaf der folgenden Erfindung wird der
Streifen elektromagnetischer Strahlung zur Verfi-
gung gestellt durch Ausrichten eines Strahls elektro-
magnetischer Strahlung in den Fokussierbereich. In
einer Ausfiihrungsform einer Vorrichtung geman der
folgenden Erfindung wurde dieser Schritt verkorpert
durch Verwendung eines Lasers, der einen Laser-
strahl in Richtung auf einen beweglichen Spiegel
richtet, der den Laserstrahl entlang einer Linie reflek-
tiert, wodurch der Laserstrahl in den Fokussierbe-
reich fokussiert wird.

[0024] Gemal einem sehr wichtigen Aspekt der vor-
liegenden Erfindung weist das Verfahren weiterhin
den Schritt des nachtraglichen Aushartens des Medi-

ums nach dem Zurverfligungstellen der Struktur auf.
Der Schritt des nachtraglichen Aushartens ist ein
Schritt, der objektiv dazu da ist, das Verfahren des
Zurverfigungstellens der Struktur abzuschlieRen
oder zu beenden. Dies ist in dem Sinne zu verstehen,
dass dann, wenn das Medium nach dem Stabilisie-
rungsschritt seine endgultigen physikalischen Eigen-
schaften, wie etwa Starke, Phase, Farbe oder der-
gleichen, nicht erreicht hat, das Medium nachtraglich
ausgehartet wird, um so seine endgultigen physikali-
schen Eigenschaften zur Verfigung zu stellen.

[0025] Der Postaushartungsschritt wird mittels elek-
tromagnetischer Strahlung von einer zweiten Quelle
durchgefihrt.

[0026] Mit Bezug auf das allgemeine Verfahren be-
zieht sich die Erfindung, wie sie im Anspruch 1 defi-
niert ist, in einem anderen und verbundenen Aspekt
auch auf ein Verfahren, welches Mittel zum Ausfuh-
ren der verschiedenen Schritte gemaR der folgenden
Erfindung verwendet.

[0027] Applizieren des Mediums auf die Bahn kann
durch Verwendung eines Applikationsmittels gesche-
hen, wobei Einwirkapplikation verwendet wird, wie
etwa eine Druckeinheit, eine flexografische Druckein-
heit, eine Offseteinheit, eine Buchdruckeinheit oder
dergleichen, oder wobei nicht einwirkende Applikati-
on verwendet wird, wie etwa Tintenstrahlapplikation
oder eine Spritze.

[0028] Das Applikationsmittel wird/die Applikations-
mittel werden naturlich abhangig davon ausgewahilt,
welches Medium zu applizieren ist und in welchem
Ausmal das Medium zu applizieren ist. Beispielswei-
se umfasst die Erfindung auch die Situation, in wel-
cher das Medium nicht entweder als auf der Lange
abgeschiedenen Portionen dosiert ist oder mit be-
stimmten geometrischen Abmessungen dosiert ist.
Auch kann das Medium als ein Teil des normalen
Druckprozesses des Druckens von Bildern, Text oder
dergleichen auf der Bahn appliziert werden, und die
Struktur kann der Oberflache des Mediums zur Ver-
fugung gestellt werden.

[0029] In einer bevorzugten Ausfiihrungsform wird
das Verfahren zum Zurverfligungstellen der Struktur
als ein Teil, ein in-line-Teil, eines normalen Druckpro-
zesses implementiert, das heilt eines Prozesses, in
welchem Muster, wie etwa Bilder oder dergleichen,
der Bahn appliziert werden, und in dieser Ausflih-
rungsform -und in anderen Ausfuhrungsformen- wird
das Medium vorzugsweise auf einer Lange gefordert.

[0030] Auch wird die Struktur an oder in dem Medi-
um zur Verfugung gestellt, indem das Medium mit der
Form kontaktiert wird, wenn die Bahn geférdert wird,
welches kombiniert wird mit dem Ausharten des Me-
diums im wesentlichen in dem Moment, wenn das
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Medium sich in Kontakt mit der Form in einem Kon-
taktbereich befindet. Der Kontaktbereich ist als der
Bereich der Form definiert, die in Kontakt mit dem
Medium wahrend des Formens steht.

[0031] Das Ausharten des Mediums wird durch Ex-
ponieren des Mediums gegeniiber elektromagneti-
scher Strahlung, wie etwa Rontgenstrahlung, ultravi-
olettem Licht, Infrarotlicht, einem Elektronenstrahl
und/oder sichtbarem Licht zur Verfigung gestellt.

[0032] In bestimmten bevorzugten Ausfihrungsfor-
men kann die Form den Bereich des Mediums abde-
cken, welcher gegentiber elektromagnetischer Strah-
lung zu exponieren ist, so dass die Strahlung dem
Medium nicht exponiert sein kann. In solchen Fallen,
kann die Form transparent sein, mit Bezug auf die
elektromagnetische Strahlung, der das Medium aus-
gesetzt ist, um so auszuhéarten, so dass die Strahlung
die Form durchdringen kann, um das Medium zu be-
einflussen.

[0033] Auch kann die mit der Form kombinierte Wal-
ze den Bereich des Mediums abdecken, welcher der
elektromagnetischen Strahlung auszusetzen ist. In
solchen Féllen kann die die Form aufweisende rotie-
rende Walze auch mit Bezug auf die fiir die Aushar-
tung des Mediums verwendete elektromagnetische
Strahlung transparent sein, so dass die Strahlung in
der Lage ist, die Walze sowie die Form zu durchdrin-
gen, um das Medium auszuharten.

[0034] Da elektromagnetische Strahlung oft von ei-
ner Quelle zur Verfigung gestellt wird, die entweder
einen nicht fokussierten Strahl oder einen in einem
kleinen kreisférmigen Bereich fokussierten Strahl
aufweist, kann die Formstation vorzugsweise min-
destens ein Mittel zum im wesentlichen Transformie-
ren der Stahlgeometrie aufweisen, beispielsweise in-
dem die zum Ausharten des Mediums verwendete
elektromagnetische Strahlung fokussiert wird. Die
Fokussiermittel fokussieren die elektromagnetische
Strahlung vorzugsweise in einen Streifen, der sich
quer Uber das Medium erstreckt.

[0035] Das Fokussiermittel ist/die Fokussiermittel
sind in bevorzugten Ausfliihrungsformen der Erfin-
dung ein integraler Teil der Walze. Das Wort integral
deckt in diesem Zusammenhang auch die Situation
ab, in der ein Fokussiermittel innerhalb einer Réhre in
der Walze angeordnet ist, in welchem Fall die Fokus-
siermittel an ihrem Ort durch externe Fixiermittel ge-
halten werden kdnnen, die nicht mit der Walze ver-
bunden sind, oder in welchem Fall die Fokussiermit-
tel fest mit der Walze verbunden sind, um so der Be-
wegung der Walze zu folgen.

[0036] Die Fokussiermittel kdnnen alternativ ein in-
tegraler Teil der Form sein und/oder mit der integrier-
te Fokussiermittel aufweisenden Walze kombiniert

sein.

[0037] Auch wird das Medium nachtraglich ausge-
hartet, nachdem die Struktur zur Verfigung gestellt
wurde. Solch ein nachtragliches Ausharten wird zur
Verfugung gestellt, indem das Medium elektromag-
netischer Strahlung, wie etwa Rontgenstrahlung, ul-
traviolettem Licht, Infrarotlicht, einem Strahl aus
Elektronen, Mikrowellen und/oder Licht ausgesetzt
wird.

[0038] In bevorzugten Ausfuhrungsformen der vor-
liegenden Erfindung weisen die Applikationsmittel
eine rotierende Walze auf, mit einer Applikationslage
oder Platte oder dergleichen, welche das Medium zu
der geférderten Bahn durch Kontaktieren der Walze
mit der Bahn transferiert.

[0039] In einer bestimmten bevorzugten Ausfih-
rungsform der vorliegenden Erfindung, in welcher
das Medium eine FlUssigkeit ist, wenn es der Bahn
appliziert wird, umfassen die Applikationsmittel (um-
fasst das Applikationsmittel) mindestens zwei rotie-
rende Walzen, von denen eine in Kontakt mit einem
Reservoir zum Enthalten des Mediums steht und die
rotierende Rolle mit der Applikationslage oder der-
gleichen mit dem Medium versorgt wird/das Medium
aufnimmt von mindestens einer der beiden rotieren-
den Walzen. Die in Kontakt mit dem Reservoir ste-
hende Walze ist bevorzugt derart angeordnet, dass
sich ein Teil von ihr in dem Medium befindet. Durch
diese Konfiguration wird das Medium von dem Re-
servoir Uber die eingetauchte Walze auf die Walze
mit der Applikationslage und schlieBlich auf die Bahn
transferiert. Diese Konfiguration kann vorzugsweise
eine Zwischenwalze aufweisen, die derart angeord-
net ist, dass das Medium von der eingetauchten Wal-
ze Uber die Zwischenwalze zu der Walze mit der Ap-
plikationslage transferiert wird.

[0040] Neben dem allgemeinen Verfahren und dem
die genannten Mittel verwendenden Verfahren be-
zieht sich die vorliegende Erfindung auch auf eine
Vorrichtung gemal Anspruch 11, um einem einer
Bahn appliziertem Medium eine Struktur zur Verfu-
gung zu stellen.

[0041] Die Strukturformvorrichtung wird vorteilhaft
in-line mit einem normalen Druckprozess implemen-
tiert, der normalen Text und/oder Bilder auf die Lange
appliziert, jedoch kann die Formvorrichtung auch
sehr vorteilhaft als alleinstehende Vorrichtung ver-
wendet werden.

[0042] Wenn sie als alleinstehende Vorrichtung ver-
wendet wird, ist die Bahn typischerweise ein Bogen
und die Vorrichtung kann bevorzugt mit einer Bogen-
zuflhreinrichtung und Transportmitteln versehen
sein, die angepasst sind, um die Bogen von der Ap-
plikationsstation zu der Formstation zu transportie-
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ren. Auch wenn die Vorrichtung als alleinstehende
Vorrichtung verwendet wird, die das Medium einer
Bahn appliziert und Struktur in oder auf der Oberfla-
che des Mediums welches der Bahn appliziert ist, ap-
pliziert, sollte die Bahn, auf welcher das Medium zu
applizieren ist, vorzugsweise auf einer Winde aufge-
wickelt sein, und die Bahn wird dann der Vorrichtung
zur Applikation des Mediums zur Verfliigung gestellt,
wobei das Medium seinerseits wiederum mit einer
Struktur versehen wird.

[0043] In Ausflihrungsformen der Vorrichtung ge-
maRk der vorliegenden Erfindung weist die Vorrich-
tung Mittel auf, die angepasst sind, um die verschie-
denen Schritte des Verfahrens zu ermdglichen, wel-
ches die Struktur dem Medium zur Verfligung stellt.
Derartige Mittel sind
— Aushartungsmittel, die Mittel aufweisen, die an-
gepasst sind, um das Medium elektromagneti-
scher Strahlung, wie etwa Roéntgenstrahlung, ul-
traviolettem Licht, Infrarotlicht und/oder sichtba-
rem Licht auszusetzen.
— eine Form, die transparent beziglich der elek-
tromagnetischen Strahlung, der das Medium zum
Ausharten ausgesetzt wird, ist, so dass die Strah-
lung die Form durchdringen kann, um das Medi-
um zu beeinflussen.
— eine rotierende Walze mit einer Form, die trans-
parent mit Bezug auf die zur Aushartung des Me-
diums verwendete elektromagnetische Strahlung
ist, so dass die Strahlung in der Lage ist, die Wal-
ze sowie die Form zu durchdringen, um das Medi-
um auszuharten. eine Form oder eine Formstation
mit mindestens einem Fokussiermittel zum im we-
sentlichen Fokussieren der elektromagnetischen
Strahlung, die verwendet wird, um das Medium
auszuharten.
— Fokussiermittel, die ein integraler Teil der Walze
sind.
— Fokussiermittel, die ein integraler Teil der Form
sind, schlief3lich kombiniert mit Fokussiermitteln,
die ein integraler Teil der Walze sind.
— Postaushartmittel zum nachtraglichen Aushar-
ten des Mediums nachdem das Medium ausge-
hartet wurde.
— Postaushartmittel, die angepasst sind, um das
Medium elektromagnetischer Strahlung, wie etwa
Roéntgenstrahlung, ultraviolettem Licht, Infrarot-
licht und/oder Licht auszusetzen.
— Applikationsmittel, die eine rotierende Walze
aufweisen, mit einer Drucklage, einer Druckplatte
oder dergleichen, welche das Medium zu der ge-
forderten Lange durch kontaktieren der Walze mit
der Bahn transferiert.
— Applikationsmittel, die mindestens zwei rotieren-
de Walzen aufweisen, wobei mindestens eine von
diesen in Kontakt mit einem Reservoir zum Ent-
halten des Mediums steht, und wobei die rotieren-
de Walze, die die Druckplatte tragt, mit dem Medi-
um versorgt wird/das Medium aufnimmt von min-

destens einer der beiden rotierenden Walzen.

[0044] In bevorzugten Ausfihrungsformen des Ver-
fahrens/der Vorrichtung geman der vorliegenden Er-
findung wird das Medium der Bahn mittels eines nicht
einwirkenden Applikationsmittels, wie etwa einer
Spritze, appliziert. In diesem Fall kann das Medium
entweder appliziert werden, wahrend die Bahn be-
wegt wird, oder das Medium wird wahrend eines
Halts der Bahn appliziert. Die letztere Mdglichkeit
kann vorteilhaft in einer Situation implementiert wer-
den, in der die Bewegung der Bahn beispielsweise
zum Herausschneiden von Abschnitten der Bahn un-
terbrochen wird.

[0045] In der Ausfuhrungsform der Erfindung, in
welcher Walzen in den Applikations- und Formmitteln
verwendet werden, und das Formen kann beim For-
men der Wiederholabstand zwischen dem Medium
leicht verandert werden, indem die Walzen durch
Walzen mit anderen Durchmessern ersetzt werden

[0046] Dartber hinaus kann der Wiederholabstand
der Formvorrichtung leicht gleich dem Wiederholab-
stand der normalen Druckvorrichtung eingestellt wer-
den, und die Notwendigkeit fir Positioniermittel aus
dem Stand der Technik zum Positionieren des Medi-
ums auf der Bahn ist Uberflissig gemacht worden,
wenn die Vorrichtung geman der vorliegenden Erfin-
dung mit einer normalen Druckvorrichtung in-line an-
geordnet wird.

[0047] Wie oben erwahnt, liefern das Verfahren und
die Vorrichtung gemaR der vorliegenden Erfindung
eine sehr elegante Losung fur das Problem, einem
auf einer Bahn applizietem Medium Oberflachen-
strukturen zur Verfigung zu stellen. Eine wichtige Ei-
genschaft der vorliegenden ist, dass das Verfahren
und die Vorrichtung in der Lage sein kdnnen, das Me-
dium dem gleichen Material, wie es gedruckt wurde
oder zu drucken ist, in einer normalen Art und Weise
zu applizieren. Daher ist die Notwendigkeit zum Po-
sitionieren einer vorproduzierten Oberflachenrelief-
struktur relativ zu einer Position auf einer Bahn in ei-
nem in-line Prozess; von dem es ein Teil sein kann,
Uberfliissig gemacht worden, da das Verfahren und
die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung Struktu-
ren einer bevorzugt rotierenden Form replizieren, wo-
durch die gleiche Technologie in Bezug auf das Wie-
derholen (Schritt aus), welches beim Drucken ver-
wendet wird, in Verbindung mit der vorliegenden Er-
findung verwendet werden kann.

Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausflihrungs-
formen der Erfindung

[0048] Im folgenden wird die Erfindung detaillierter
und in bestimmten bevorzugten Ausfihrungsformen
derselben in Verbindung mit den begleitenden Zeich-
nungen beschrieben, in denen
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[0049] Fig.1 eine erste bevorzugte Ausfiihrungs-
form einer Vorrichtung zum Applizieren von Struktu-
ren auf ein Medium gemaR der vorliegenden Erfin-
dung unter Verwendung des Verfahrens gemaf der
vorliegenden Erfindung zeigt,

[0050] Fig. 2 eine Oberflachenabtastung eines Fo-
tolackvorlagenbrechungsgitters unter Verwendung
eines atomaren Kraftmikroskops (AFM) zeigt. Die
Tiefe des Gitterprofils betragt 300 nm und die Periode
liegt bei etwa 1000 nm. Die Vorlage ist diejenige, von
der eine Form hergestellt wird.

[0051] Fig. 3 eine Oberflachenabtastung der Poly-
dimethylsiloxan (PDMS)-Form unter Verwendung ei-
nes atomaren Kraftmikroskops (AFM) zeigt.

[0052] Fig. 4 eine Oberflachenabtastung unter Ver-
wendung eines atomaren Kraftmikroskops (AFM) der
Replikation zeigt, die in einem UV-aushéartbarem Po-
lymer von der PDMS-Form gebildet wurde.

[0053] Mit Bezug auf Fig. 1 wird nun eine erste Aus-
fuhrungsform der vorliegenden Erfindung detaillierter
beschrieben.

[0054] Die Bahn 28, auf welche die Struktur aufzu-
bringen ist, wird durch die holografische Druckvor-
richtung 10 mittels Walzen 16, 26 in Kombination mit
dem Paar von Walzen 18, 19 transportiert. In der be-
vorzugten Ausfihrungsform gemal Eig. 1 ist die
Walze 16 die Walze, welche die Bahn 28 durch die ro-
tierende Formvorrichtung zieht. In diesem Fall folgt
der Formvorrichtung eine andere Verarbeitungsstati-
on, welche eine Walze aufweist, die die Bahn durch
das Paar von Rollen 18, 19 zieht und vorbei an der
Rolle 26.

[0055] Auch in dem Fall, in dem sich die Form 20
Uber den gesamten Umfang der Walze erstreckt,
kann die Walze 25 in die Grundstellung versetzt wer-
den, da die Bahn 28 dann die Form 20 zu jeder Zeit
kontaktieren wird, was die Walze 25 zur Rotation
bringen wird.

[0056] Darliber hinaus, kann die Druckvorrichtung
eine Aufwickelwalze aufweisen, die die Bahn aufwi-
ckelt, nachdem sie die Druckvorrichtung verlassen
hat, das heil3t nachdem sie die Walze 26 passiert hat.

[0057] Die Rotation der Walzen wird ausgefihrt
durch Motoren, wie etwa elektrische Motoren, die di-
rekt mit dem Schaft der jeweiligen Walze verbunden
sind oder Uber eine Ubertragung verbunden sind,
wenn ein Getriebe verwendet wird, um die Rotation
der Walze unterschiedlich zu der Rotation des Motors
einzustellen.

[0058] Im Falle des gleichen Motors zur Rotation so-
wohl des Paares von Walzen 18, 19 als auch der Wal-

ze 16 wird ein Getriebe eingesetzt, um so die Um-
fangsgeschwindigkeit fiir alle rotierten Walzen gleich
einzustellen.

[0059] Eine Druckfarbe, wie etwa Lack, Kleber oder
ein anderes nach der Bestrahlung aushartendes Me-
dium wird dem Material, der Bahn, appliziert, auf wel-
che die Struktur aufzubringen ist. In der ersten Aus-
fuhrungsform der Erfindung ist dieses Material eine
Bahn, die aus Papier, einer Plastikschicht, aus Alumi-
niumfolien oder dergleichen besteht und die Applika-
tion des Mediums wird durch einen Druckprozess
ausgefihrt.

[0060] Das Medium wird typischerweise aus der
Gruppe ausgewahlt, die des folgende enthélt: strah-
lungsaushartende Polymere, wie etwa Druckfarben,
Lacke, Kleber oder dergleichen.

[0061] Der Druckprozess kann angemessenerwei-
se Verwendung machen von Flexodruckmaschinen
mit Walzen 13, 14 zum Transportieren des Mediums
und einer Druckstockwalze 15 mit einer Druckplatte
17. Das Medium 12, wie etwa Lack, welcher in dem
Trog 27 enthalten ist, wird Gber Walzen 13, 14 zu der
Druckplatte 17 transferiert, die auf der Druckstock-
walze 15 angebracht ist, die durch Verwendung der
Walze 16 als Gegendruckmittel den Lack teilweise
oder als Gesamtabdeckung (oder Beschichtung) auf
die Bahn 28 transferiert.

[0062] Das Material der Walzen 13, 14 und das Ma-
terial der Druckplatte 17 ist abhangig davon, welches
Medium auf die Bahn aufzubringen ist. 13 ist in der
bevorzugten Ausfiihrungsform eine flache Walze,
welche gebildet wird durch eine gummibeschichtete
Walze. 14 ist in der bevorzugten Ausfihrungsform
eine siebflachenartige (screened) Walze mit einer
Oberflache aus Keramik oder Stahl und 17 ist eine
Fotopolymerplatte oder alternativ eine strukturierte
Gummiplatte.

[0063] Auch davon abhangig, welcher Typ von Me-
dium der Bahn zu applizieren ist, kbnnen der Oberfla-
che der Walzen 13, 14 und der Druckplatte 16 eine
Oberflachenbehandlung zuteil werden, um die An-
hafteigenschaften der Oberflachen zu intensivieren.
Ein kritischer Punkt in Verbindung mit der vorliegen-
den Erfindung ist es, in der Lage zu sein, zu kontrol-
lieren, dass die richtige Menge von Medium der Bahn
appliziert wird.

[0064] Die Wiederholung des Mediums auf der
Bahn kann gesteuert werden durch Anbringen von
mehr als einer Druckplatte 17 an der Walze 15, ver-
teilt entlang des Umfangs der Walze 15. In der bevor-
zugten Ausfihrungsform gemafR Eig.1 wird die
Druckplatte 17 als eine als ein auf einem sich entlang
des gesamten Umfangs der Walze 15 erstreckenden
Druckstock zur Verfiigung gestellten Verlangerung
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zur Verfigung gestellt.

[0065] Nachdem das Medium 23 der Bahn 28 appli-
ziert wurde, wird das Medium 23 zu der Formstation
29 zum Formen der Struktur in die obere Oberflache
des Mediums 23 transportiert. Die Formstation bein-
haltet ein Paar von Rollen 18, 19 und eine transpa-
rente Form, die einen integralen Teil der Walze 19 bil-
det oder auf dieser montiert ist. Die Walze 19 ist auch
transparent, um es so zu erlauben, einfallender ultra-
violetter Strahlung oder im allgemeinen elektromag-
netischer Strahlung zu passieren.

[0066] Die Natur der Oberflache der Form 20 sollte
derart sein, dass das Medium 23 nicht an der Form
haftet, wenn sich das Medium 23 stabilisiert hat. In
der bevorzugten Ausfihrungsform der Vorrichtung
wird die Form 28 aus einem Elastomer des Typs Po-
lydimethylsiloxan (PDMS) hergestellt, und die Form
wurde hergestellt, indem eine Form einer fotoresis-
tenten Oberflachenreliefvorlage oder einer Nickelun-
terlage verwendet wurde.

[0067] Die Struktur ist niedergelegt in der transpa-
renten Form 20, die auf der transparenten Formwalze
19 montiert ist, die eine Optik 25 zum Fokussieren
von Strahlung in eine vorbestimmte Richtung auf-
weist in dem vorliegenden Beispiel ist die Strahlung
ultraviolettes Licht, welches von der Lampe 21 her-
rihrt, und die Optik ist eine konvexe Linse, die einen
Lichtstrahl in einen Lichtstreifen fokussiert, der auf
den Zwickel 30 zwischen dem Medium 23 und der
Form 20 fokussiert ist. Eine solche konvexe Linse ist
ein Teil eines Zylinders mit einem Querschnitt, der ei-
nen Sektor eines Kreises und eine gerade Linie auf-
weist. Mehr als eine Linse kann in dem Fall verwen-
det werden, indem die Struktur derart unterteilt ist,
dass Licht nur in die Bereiche des Mediums einge-
strahlt wird, die exponiert werden sollen.

[0068] Die Birne der Lampe 21 wurde teilweise
durch eine Abdeckung abgedeckt, um so Strahlung in
der Umgebung zu vermeiden, um so Augenschaden
an Personen zu vermeiden, die die holografische
Druckvorrichtung betreiben. Dariiber hinaus umfasst
die Lampe einen Reflektor zum Fokussieren der
Strahlung in die Richtung der Walze 19. Die Lampe
21 kann innerhalb der Walze 19 angeordnet werden,
aber durch Anordnung der Lampe aufierhalb der
Walze kann ein Selbstreinigungsprozess erreicht
werden.

[0069] Alternativ zu der Verwendung der Optik wird
ein Lichtstrahl, der quer Uber den Zwickelbereich ge-
schwenkt wird, verwendet. In diesem Fall wird ein La-
serstrahl durch Verwendung eines Spiegels reflek-
tiert und die Reflektion wird gesteuert durch Verwen-
dung beispielsweise eines Computers, der einen
Schrittmotor steuert, der den Spiegel in einer derarti-
gen Bewegung dreht, dass der reflektierte Lichtstrahl

uber den Zwickelbereich verschwenkt wird.

[0070] Wenn die Bahn 28 das Medium in Richtung
auf das Paar von Rollen 18, 19 férdert, wird das Me-
dium in einem bestimmten Augenblick die Form kon-
taktieren. Um zu steuern, dass das Medium 23 die
Form im richtigen Augenblick (in der richtigen Positi-
on) kontaktiert, muss eine Einstellung oder Steue-
rung der Phasenwinkel zwischen der Walze 15 und
der Walze 19 vorgenommen werden. Der richtige
Moment oder die richtige Position ist dann gegeben,
wenn das vordere Ende des Mediums 23 kontaktiert
wird durch das vordere Ende der Form (das vordere
Ende mit Bezug auf die Bewegung der Form 20 und
des Mediums 23). Diese Steuerung oder Einstellung
kann durch festes Verbinden der beiden Walzen 15,
19, beispielsweise mittels eines Getriebes, zur Verfi-
gung gestellt werden.

[0071] Ein Weg der Steuerung der Bewegung der
Bahn in Relation zu den Phasenwinkeln der Formsta-
tion 29 und/oder der Applikationsstation 31 ist, Index-
markierungen an der Bahn zur Verfligung zu stellen.
Ein Sensor, der mit einer Steuereinheit verbunden ist,
die die Phasenwinkel der Walzen 19 und/oder 15
steuert, kann dann diese Indexmarkierungen lesen.

[0072] Der Abstand zwischen der Applikationsstati-
on 31 und der Formstation 29 muss durch Anpas-
sung der Phasenwinkel zwischen den Rollen 15 und
19 angepasst werden, damit das Medium 23 die
Form 20 im richtigen Augenblick erreicht.

[0073] Der Moment, in dem die Strukturen, die in
der Form 20 niedergelegt sind, in Kontakt mit dem
Medium 23 durch die Rolle 18 als ein Gegendruck-
mittel geraten, wird mindestens die Oberflache des
Mediums 23 (aus Lack hergestellt), die die Strukturen
enthalt, durch das ultraviolette Licht, welches auf den
Lack eingestrahlt wird, ausgehartet, wodurch eine
Replikation der Struktur, die in der Form 20 niederge-
legt ist, auf die Oberflache des Mediums 23 transfe-
riert wird.

[0074] Wie oben erwahnt, wurde das Licht durch die
Optik 25 fokussiert, die das Licht in einem Lichtstrahl
von dem in dem Zwickel 30 fokussiert, so dass nur
der Teil des Mediums, der sich in dem Zwickelbereich
befindet, ausgehartet wird, was impliziert, dass der
stromaufwarts gelegene Teil des Mediums durch das
Licht nicht beeinflusst wird. Wenn das Medium aus-
gehartet ist, wird es starker an der Bahn 28 haften als
die Form 20 (die Aushartung verandert die Adhasion
der Oberflache des Mediums 23 in Richtung einer
schwacheren Adhasion), wodurch es auf die Bahn an
dem Punkt (Bereich) des Losens, das heil3t dem
Punkt oder Bereich, der ausgehartet ist, transferiert
werden wird.

[0075] Die Hohe des Zwickels 30, das heil3t der Ab-
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stand zwischen der Oberflache der Form 20 und der
Bahn 28 (normal zu der Bahn 28 gemessen) muss an
die Dicke des Mediums 23 angepasst werden. Bei-
spielsweise kann dieser Abstand derart sein, dass
ein Kontakt zwischen dem Boden der Vertiefungen
der Struktur, die in der Form 20 niedergelegt ist, und
der Oberflache des Mediums 23 garantiert ist. Diese
MaRnahme kann auch verwendet werden, um die Di-
cke des Mediums einzustellen, da die Hohen der
Struktur die Bahn 28 normalerweise nicht kontaktie-
ren durfen. Dies zeigt an, dass die Menge — oder die
Dicke — der Struktur derart zu dosieren ist, dass eine
Penetration des Mediums 23 durch die Erhéhungen
nicht auftritt.

[0076] Ein Weg, um sicherzustellen, dass ein voller
Kontakt im Falle eines komprimierbaren Mediums
vorhanden ist, ist es, die Walzen 18 und 19 derart zu
arrangieren, dass die Hohe des Zwickels kleiner ist
als die Hohe des Mediums 23.

[0077] Nachdem das Medium die Formstation 29
passiert hat, wird eine zusatzliche nachtragliche Aus-
hartung verwendet, um die Struktur vollstandig
durchzuharten. Solch eine zusatzliche nachtragliche
Aushartung wird ausgefiihrt, indem das Medium 23
an einer zusatzlichen Quelle von ultraviolettem Licht
22, die in der Ausfiihrungsform gemaR Fig. 1 darge-
stellt ist, vorbeigeflihrt wird.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Bilden einer Oberflachenstruk-
tur an einem durch elektromagnetische Strahlung
aushartbarem Medium (23), welches auf eine Bahn
(28) aufgetragen ist, um ein diffraktives optisches
Element zu bilden, wobei das Verfahren eine Form-
station (29) verwendet und die aufeinanderfolgenden
Schritte aufweist:

— Auftragen des Mediums (23) auf die Bahn (28);

— Fordern des Mediums (23) zu der Formstation (29)
durch Fordern der Bahn (28);

— Bilden der Struktur infan dem Medium (23) an der
Formstation (29) durch Kontaktieren des Mediums
mit einem Werkzeug (20);

dadurch gekennzeichnet, dass

— die Formstation weiterhin eine das Werkzeug (20)
tragende rotierende Walze (19) aufweist, und eine
Walze (18) aufweist, die als Gegendruckmittel dient
und einen Walzenspalt (30) mit der rotierenden Wal-
ze (19) bildet, und wobei die Struktur zur Verfiigung
gestellt wird, wahrend das Medium (23) und die Bahn
(28) sich zwischen der als ein Gegendruckmittel wir-
kenden Walze (18) und dem Werkzeug (20) befinden;
und

wobei das Verfahren weiterhin den Schritt aufweist:
— Ausharten des Mediums (23) in dem Walzenspalt,
im wesentlichen mittels elektromagnetischer Strah-
lung, wahrend das Medium (23) strukturiert wird, um
so die Form der infan dem Medium (23) zur Verfu-

gung gestellten Strukturen zu stabilisieren, jedoch
ohne das Medium durchzuharten; und

— nachdem die Struktur zur Verfigung gestellt und
stabilisiert worden ist, weiterhin ein Bewegen auf der
Bahn und anschlieBendes Ausfihren eines
Post-Aushartungsschrittes durch die Anwendung von
elektromagnetischer Strahlung einer zweiten Quelle
auf das Medium aufweisend, um das Medium durch-
zuharten, um dem Medium seine endgultige physika-
lischen Eigenschaften zur Verfligung zu stellen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Aus-
harten ausgefiihrt wird durch Fokussieren eines
Streifens elektromagnetischer Strahlung in ein Fo-
kussiergebiet zum Ausharten des Mediums (23) in
dem Fokussiergebiet.

3. Verfahren zum Bilden einer Struktur an einem
Medium (23) gemal Anspruch 1 oder Anspruch 2,
aufweisend
— Auftragen des Mediums (23) auf die Bahn (28)
durch Verwendung eines Auftragsmittels, Verwenden
von Pressapplikation, wie etwa mit einer Druckein-
heit, einer flexographischen Druckeinheit, einer Off-
set-Einheit, einer Buchdruckeinheit oder dergleichen,
oder Verwenden einer Nicht-Pressapplikation, wie
etwa einer Tintenstrahlapplikation oder einer Spritze
— Fordern der Bahn (28) von den Auftragsmitteln zu
einer Formstation, und
— Bilden der Strukturen an/in dem Medium (23) durch
Kontaktieren des Mediums (23) mit dem Werkzeug
(20), wenn die Bahn (28) gefordert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Werk-
zeug (20) beziglich der elektromagnetischen Strah-
lung, der das auszuhartende Medium (23) ausge-
setzt wird, transparent ist, so dass die Strahlung das
Werkzeug (20) durchdringen kann, um das Medium
(23) zu beeinflussen.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die rotie-
rende Walze (19) bezuglich der zum Aushérten des
Mediums verwendeten elektromagnetischen Strah-
lung transparent ist, so dass die Strahlung in der
Lage sein kann, die rotierende Walze (19) sowie das
Werkzeug (20) zu durchdringen, um das Medium (23)
zu stabilisieren.

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei die Form-
station (29) weiterhin mindestens ein Mittel zum im
wesentlichen Fokussieren der zum Ausharten des
Mediums (23) verwendeten elektromagnetischen
Strahlung aufweist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Mittel
zum Fokussieren einen integralen Teil der rotieren-
den Walze (19) bilden.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, wobei die
Mittel zum Fokussieren einen integralen Teil des
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Werkzeugs (20) bilden.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden An-
spriiche, wobei das Auftragsmittel (31) eine rotieren-
de Walze (15) mit einem Auftragsbogen (17), wie
etwa eine Auftragsplatte oder dergleichen aufweist,
welche das Medium (23) auf die gefiihrte Bahn (28)
durch Kontaktieren des Auftragsbogens (17) mit der
Bahn (28) transferiert.

10. Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Auf-
tragsmittel (31) mindestens zwei rotierende Walzen
(13), (14) aufweist, wobei eine von diesen in Kontakt
mit einem Reservoir zum Enthalten des Mediums
(23) ist, und wobei die rotierende Walze (15), die den
Auftragsbogen (17) oder dergleichen tragt, von min-
destens einer der beiden rotierenden Walzen (13),
(14) mit dem Medium versorgt wird, bzw. das Medium
von diesen aufnimmt.

11. Vorrichtung zum Bilden einer Struktur an ei-
nem auf einer Bahn (28) aufgetragenem Medium
(23), aufweisend:

— Auftragsmittel (31), wie etwa Pressauftragsmittel,
bevorzugt wie etwa ein flexographisches Druckmittel,
eine Druckeinheit, eine Offset-Einheit, eine Buch-
druckeinheit oder dergleichen oder Nichtpressauf-
tragsmittel, wie etwa ein Tintenstrahl- oder ein Spritz-
auftragsmittel, welches das Medium (23) auf die
Bahn (28) auftragt,

— Foérdermittel zum Fordern der Bahn (28) und somit
des Mediums (23) von den Auftragsmitteln (31) zu ei-
ner Formstation (29), wobei die Formstation (29) eine
rotierende Walze (19) mit einem Werkzeug (20) zum
Bilden einer diffraktiven optischen Elementstruktur
auf mindestens einem Teil des Mediums (23) auf-
weist, und in Forderrichtung gesehen stromabwarts
von den Auftragsmitteln (31) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

— die Formstation weiterhin eine Walze (18) aufweist,
die als ein Gegendruckmittel gegeniber der rotieren-
den Walze (19) angeordnet ist und mit dieser einen
Walzenspalt bildet, in einer Weise, dass die Struktur
zur Verfigung gestellt wird, wahrend das Medium
und die Bahn (28) sich in dem Walzenspalt (30) zwi-
schen der Walze (18), die als ein Gegendruckmittel
wirkt, und der rotierenden Walze (19) befinden; und
wobei die Vorrichtung weiterhin aufweist:
Aushartungsmittel, um im wesentlichen innerhalb
des Walzenspaltes mindestens den Teil des Medi-
ums (23) mittels einer ersten Quelle elektromagneti-
scher Strahlung auszuharten, in welchem die Struk-
tur zur Verfigung gestellt wird, um so die Form der
infauf dem Medium (23) zur Verfliigung gestellten
Struktur zu stabilisieren, und

— eine Post-Aushartungsstation mit einer zweiten
Quelle elektromagnetischer Strahlung fir eine
Post-Aushartung des Mediums nachdem das Medi-
um stabilisiert ist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei das
Werkzeug (20) beziglich der elektromagnetischen
Strahlung, der das auszuhartende Medium ausge-
setzt ist, transparent ist, so dass die Strahlung das
Werkzeug (20) durchdringen kann, um das Medium
(23) zu beeinflussen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die das
Werkzeug (20) aufweisende rotierende Walze (19)
bezlglich der zum Ausharten des Mediums (23) ver-
wendeten elektromagnetischen Strahlung transpa-
rent ist, so dass die Strahlung in der Lage sein kann,
die rotierende Walze (19) sowie das Werkzeug (20)
zu durchdringen, um das Medium (23) zu stabilisie-
ren.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei das
Werkzeug (20) oder die Formstation (29) mindestens
ein Fokussiermittel zum im wesentlichen Fokussie-
ren der elektromagnetischen Strahlung, die zum Aus-
harten des Mediums (23) verwendet wird, aufweist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei das/die
Fokussiermittel ein integraler Teil der rotierenden
Walze (19) ist/sind.

16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, wobei
das Mittel zum Fokussieren ein integraler Teil des
Werkzeugs (20) ist.

17. Vorrichtung nach einem der Anspriche 11 bis
16, wobei das Auftragsmittel (31) eine rotierende
Walze (15) mit einem Druckbogen (17), einer Druck-
platte oder dergleichen aufweist, welche das Medium
(23). auf die gefoérderte Bahn (28) durch Kontaktieren
des Druckbogens (17) mit der Bahn (28) transferiert.

18. Vorrichtung nach einem der Anspriche
11-17, wobei die Auftragsmittel (31) mindestens zwei
rotierende Walzen (13), (14), aufweisen, wobei min-
destens einer von diesen in Kontakt mit einem Reser-
voir zum Enthalten des Mediums (12) steht, und wo-
bei die rotierende Walze (15) mit der Druckplatte des
Mediums (12) von mindestens einer der beiden rotie-
renden Walzen (13), (14) aufnimmt bzw. mit dem Me-
dium (12) von diesen versorgt wird.

19. Vorrichtung nach einem der Anspriche
11-18, wobei die Oberflache der Formwalze (20),
welche das aushartbare Medium kontaktiert, aus ei-
nem Elastomer des Typs Polydimethylsiloxan
(PDMS) ausgebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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